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（5）扩大了化学气相沉积的应用范围，特别

是提供了在不同的基片制备各种金属膜、非晶态

无机物膜、有机聚合膜有可能性。

PECVD 的缺点如下：

（1）PECVD 反应是非选择性的。在等离子体

中，电子能量分布的范围宽，除电子碰撞外，其离

子的碰撞和放电时产生的射线作用也可产生新

的粒子。从这一点上看，等离子体增强 CVD 的反

应未必是选择性的，有可能存在几种化学反应，

致使反应产物难以控制。有些反应机理也难以解

释清楚。所以采用等离子体增强 CVD 难以获得

纯净的物质。
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